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©  Es  ist  eine  Reaktionskammer  (11)  vorgesehen 
mit  einem  Gaseinlaß  (12),  einem  Pumpstutzen  (13) 
und  einer  über  einen  Koppelkondensator  (17)  mit 
einer  Hochfrequenz  (HF)-Wechselspannungsquelle 
(18)  zur  Erzeugung  eines  Plasmas  (111)  verbunde- 
nen  Elektrode  (14),  auf  der  im  Betrieb  die  Halbleiter- 
scheibe  (15)  liegt.  Es  sind  Mittel  vorgesehen,  mit 
denen  beim  Abschalten  der  HF-Wechselspannungs- 
quelle  (18)  ein  statisches  elektrisches  Feld  erzeugt 
wird,  in  dem  negativ  geladene  Teilchen  von  dem  Ort 
der  Halbleiterscheibe  (15)  weggelenkt  werden.  Das 
statische  elektrische  Feld  wird  insbesondere  durch 
eine  Hilfselektrode  (112)  erzeugt,  die  seitlich  ober- 
halb  der  Elektrode  (14)  angeordnet  ist.  Die  Anord- 
nung  und  das  Betriebsverfahren  dafür  ist  anwendbar 
in  der  Herstellung  integrierter  Schaltungen  in  der 
Halbleitertechnologie. 
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